










た :t だ よし あき
武 田 義 章
工 字 博 士








昭和 49 年 10 月 24 日










第 1 章においては厚膜抵抗体に関する現在までの研究動向を述べ 本研究の目的と必要性を明らか
にした。
























本論文は Pd-Ag 及び RuOz 系厚膜抵抗体に関し，焼成時における基礎的事項，製作した抵抗体の
トリミング方法，経時変化の機構を調べた研究結果をまとめたものである。







以上の研究結果は安定な厚膜抵抗体を製作するための参考資料となり ハイブリッド 1 C の発展に
寄与し，電子工学の分野に貢献するところ大である。
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